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Современите дентални импланти од
медицински титаниум или титаниум легури 

(Ti-6Al-4V)
ги поседуваат следниве карактерисики: 

биокомпатибилност, биоинертност, 
биофункционалност и биоадхезивност. 



Øостеоинтеграцијата претставува хомеостаза
помеѓу забниот имплант, изработен од 

титаниум и околната коска
Øгубењето на коската е причина за 
периимплантитисот - дентален плак

Øостеоинтеграцијата на воспалителен 
процес е причина за реакцијата на туѓо 

тело и губење на коската како одговор на 
воспалителниот процес



Контаминација на денталните импланти
компромитирање на осеоинтеграцијата на имплантот и 

ран имплантен неуспех (implant failure) 

*Неорганските загадувачи :
калциум, фосфор, хлор, сулфур, натриум, силициум, 

флуор и јаглерод. 

*Органските загадувачи се состојат од  водород, 
карбоксилати, соли на органски киселини, азот, амониум и 

бактериски клетки/нуспроизводи.

*Медицински статус на пациентот и лекови кои ги 
користи за време на имплантирањето!



Најчесто поставувани прашања
q Дали постои поврзаност помеѓу внесот на лекови и 

резултатите од имплантирањето (т.е. неуспех на 
третманот)? 

q Кои лекови и соодветните дози се поврзани со неуспехот 
на имплантирањето?

q  Дали неуспехот на имплантацијата се јавува во раните 
фази на заздравувањето или откако ќе се постигне 
остеоинтеграција?

q Дали има некои други  фактори поврзани со неуспехот на 
имплантацијата кај пациенти кои земаат лекови? 

q Која е силата на доказите за поврзаноста помеѓу внесот 
на лекови и неуспехот на имплантирањето? 



Со помош на ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ ТЕХНИКИ, се спроведени
експерименти на дентални импланти.

*Активноста на денталните имплатни и евентуалните
причини за корозија.
*Влијанието на активни компоненти во дадени 
лекарства врз активноста и eлектрохемиските својства 
на денталните импланти.
*Влијанието на концентрацијата на хемиски системи 
што се користат во денталната медицина
(водороден пероксид, хипохлориди...) 
МЕХАНИЗМОТ на акција на испитуваната супстанца 

врз денталниот имплант.

Како работни техники се користени:
-Циклична волтаметрија
-Квадратно-Бранова Волтаметрија
-Електрохемиска Импеданса Спектроскопија



Електрохемијата ги проучува системите кај 
кои доаѓа до РАЗМЕНА НА ПОЛНЕЖ 

(ЕЛЕКТРОНИ) помеѓу два соседни системи. 
При што при контролиран потенцијал доаѓа 

до проток на ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА





ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ
НА ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

Помошна 
електрода

Работна  
електрода
Дентален 
имплант

Референтна 
електрода Потенциостат





phosphate buffer pH 7,0-- Implant 1-standard

cycling in period of two hours-stable system no degradation
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*There is no significant activity of the implant is observed
In milimolar range concentrations in neutral media.



0.001 mol/L citric acid- Ljubica Implant 1-standard

there is very small activity of the implant
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*Small activity of the implant is observed in presence of citric acid
In milimolar range concentrations in neutral media.



0.1 M HCl  Ljubica Implant 1-standard

low to moderate activity in strong acidic media
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*Bigger activity of the implant is observed in presence of HCL 
In milimolar range concentrations in neutral media.



fofaten pufer pH 7,4 Ljubica Implant 1-standard

H2O2 from 0.001 mol/L to 0.01 mol/L
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*Significant activity of the implant is observed in presence of H2O2
In milimolar range concentrations in neutral media.



Резултати
Загадувач Потенцијален 

влез
Потенцијален 

позитивен 
ефект

Потенцијален 
негативен 

ефект

Si (силициум) Во тек на 
чистење

Разорување 
на површина 
на имплант

Cl (хлор) Се користи за 
чистење

Трошење на 
површина на 
имплант

Zn (цинк) Пасти, водички 
за испирање

Трошење на 
површина на 
имплант



Загадувач Потенцијален 
влез

Потенцијален 
позитивен 

ефект

Потенцијален негативен 
ефект

Ca 
(калциум)

Во тек на 
чистење

Контакт коска-
имплант

Инхибира формирање на 
апатит

P
(фосфор)

Во тек на 
чистење

Продуцира 
цитокини и 
матични 
клетки

Трошење на површина на 
имплантот

S (сулфур) Плунка, во 
киселина за 
чистење

Промена на површината 
на имплантот – оксиден
слој

Na
(натриум)

Физиолошки 
раствор

Растварање на имплант



Лекови кои влијаат негативно на 
имплантниот успех

SSRI

Proton pump 
Inhibitors

Bisphoshonates

NSAIDs



Антихипертензиви Остеоинтеграција

Успешна имплантација!











ПРЕДНОСТИ од употреба на 
Волтаметрија

Погодна за 
студирање на 
дентални био-

материјали Брза техника

Лесна за 
изведување и 

ЕФТИНА

Работи со 
употреба на 
хемикалии 

што ги има во 
секоја 

лабораторија

Дава широг опсег 
на информации

Кинетичка и 
термодинамичка

природа



Заклучок

■ Контаминациите на денталните импланти -
неуспесите на имплантацијата. Сумирано, можеме да 

заклучиме дека загадувачите, лековите може да 
бидат корисни и/или да предизвикаат негативни 

ефекти врз денталните импланти. 
■ Сеопфатна проценка и разбирање на медицинската 

историја на пациентот и лековите е важна за 
имплантниот успех. 



■ Овој преглед е наменет и за производителите и за 
лекарите.

■ Постои разлика во имплантите од различни 
производители 

■ Сите импланти се различно чистени
■ Различни цени на импланти

■ Нерамнини, односно вдлабнувања, испакнувања
■ Медицински статус и терапија

Отфрлање на имплант, инфекција, 
периимплантитис!



Благодарност
■ Проф. д-р Софија Царчева Шаља
■ Проф. д-р Даниела Велеска-Стевковска
■ Проф. д-р Рубин Гулабоски
■ Проф. д-р Киро Папакоча



Ви благодарам на вниманието!

ljupka.arsovski@ugd.edu.mk11.11.2023


